POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

100 640

Pierwszenstwo:

URIAD
PATERTONY

PRL Opis patentowy opublikowano: 30.05.1979

Zgloszono: 11.08.75 (P. 182663)

Zgloszenie ogloszono: 23.05.77

Cz Yid LiviA
Patent dodatkowy }{r'fedu Prterome..
do patentu nr __ LU

s

Int. C12. BO1D 46/30
F23J 15/00

Tworcy wynalazku: Bolestaw Raczynski, Witold Gutowski, Wojciech Bi-

linski

Uprawniony z patentu: Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska Polskiej
Akademii Nauk, Zabrze (Polska)

Sposob i urzadzenie do odzyskiwania pylow z gazéw odlotowych

1

Przedmiotem wynalazku jest sposob odzyskiwa-
nia pylow z gazéw odlotowych za pomocg filtru
z warstwag nasyvpowa oraz urzadzenie do stosowa-
nia tego sposoiu.

Znany jest sposob odpylania spalin z piecow
martenowskich za pomocg przepuszczania ich przez
filtry nasypowe. Jako warstwe filtracyjna stosuje
sig wypalony dolomit o wymiarach elementéw od
3 do 13 mm lub rozdrobniong cegle izolacyjna
o wymiarach elementéw od 4 do 7 mm lub piasek
kwarcowy o wymiarach ziaren od 0,5 do 5 mm.

W czasie przeptywania zapylonych gazéw przez
warstwe nasypowg na jej elementach osadzajg sie
czastki pylu nawet o wymiarach mniejszych od
1 wum, przy czym uzyskane skutecznosci filtracji
zawierajg sie w granicach od 85 do 97%. Skutecz-
no$¢ zatrzymywania pylow jest w duzym stop-
niu zalezna od predkosci doplywu gazu do warst-
WY Nnasypowej.

Wada opisanego sposobu jest koniecznos¢ rege-
nerowania warstwy nasypowej za pomoca Wwpro-
wadzenia do niej mieszadel i przedmuchiwania
strumieniem powietrza skierowanym przeciwnie do
pierwotnego kierunku filtracji.

Znane sa roéwniez filtry pracujace z warstwa
nasypowa. W znanych rozwigzaniach maja one
ksztalt cylindrycznych komor, ktérych dna sg za-
opatrzone w siatke. Na siatce spoczywa warstwa
nasypowa o odpowiedniej grubosci. Opisane komo-
ry sa zainstalowane parami. Gdy jedna z nich
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pracuje, druga jest poddawana regeneracji zloza.
Zazwyczaj gazy przed wprowadzeniem do komor
poddaje sie wstepnemu oczyszczaniu w zainstalo-
wanym obok cyklonie lub baterii cyklonow.

Te znane filtry charakteryzuja sie niewielkim
rozwinieciem powierzchni filtracyjnej, co w przy-
padku odpylania duzych objetosci gazéw wymaga
stosowania jednostek filtracyjnych zajmujacych
znaczng przestrzen. Zainstalowana powierzchnia
filtracyjna jest praktycznie wykorzystywana tylko
w polowie. Stosowane materiaty filtracyjne musza
charakteryzowac¢ sie duzg wytrzymatoscia mecha-
niczng na S$cieranie, konieczng ze wzgledu na ich
wielokrotne uzywanie i stosowang metode regene-
racji. .

Wynalazek ma na celu opracowanie takiego spo-
sobu oczyszczania gazéw odlotowych, ktéry nie
wymagaltby klopotliwego regenerowania warstw
nasypowych i ktoéry rownocze$nie umozliwialby
wykorzystanie zatrzymanych pyléw w procesach
technologicznych. Dalszym celem jest skonstruo-
wanie filtra z warstwg nasypowa, ktéory charakte-
ryzowalby sie zwarta budowa, duzym rozwinieciem
powierzchni filtracyjnej i wysoka sprawnoscig.

Cel wedlug wynalazku osiaga si¢ przez wylapy-
wanie pylow z gazow odlotowych na warstwie na-
sypowej utworzonej z materialdow sypkich bedg-
cych surowcami, pdéiproduktami lub produktami w
procesie technologicznym powodujacym emisje py-
16w. Po nasyceniu warstwy nasypowej pylami do
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takiego stopnia, i opory hydrauliczne przeplywu
gazu wrzrastaja ponad dopuszczalng granice, war-
stwe te odprowadza sie do ciggu technologicznego
i zastepuje nowym materialem nasypowym.

- Urzgdzenie do stosowania sposobu wedlug wyna-

. lazku ma pionowa cylindryczna obudowe, wew-

natrz ktérej jest umieszczona pionowa cylindrycz-
na walcowa warstwa materialu sypkiego. Warstwa

- ta jest uformowana za pomocs zaluzji wewnetrz-
nych i zewnetrznych stanowigcych pierscienie
o 'ksztalcie stozkéw Scietych. Zaluzje zewnetrzne
i wewnetrzne s umieszczone w kijerunku piono-
wym przemiennie wzgledem siebie. Jedne i drugie
sq pochylone ku Srodkowi znajdujgcej sie miedzy
nimi warstwy materialu sypkiego. 2

Na gérnym dnie wspomnianej obudowy znajdu-
je sie zasobnik materialu sypkiego. Plaszcz zasob-
nika -jest umieszczony nad gérnym pierScieniem
2aluzji zewnetrznej. Wewnatrz zasobnika znajduje

_sig wylot gazéw oczyszczonych, ktérego plaszcz jest
umieszczony nad gébrnym pierécieniem zaluzji wew-

. netrznej. Przy gérnym dnie obudowy stycznie do
jej zewnetrznej Srednicy jest umieszczony wlot za-
pylonych gazéw. U dolu obudowa jest zakonczona
stozkowym zsypem, pod ktérym jest umieszczony
przeno$nik shuzqcy do usuwania zapylonego mate-
rialu sypkiego. .

" Opisany sposé6b i unadzeme znajdujq zastosowa-
nie przy odpylaniu gazéw odlotowych w przemys$-
le hutniczym, cementowym, chemicznym, w odlew-
nictwie, obrébce kamienia budowlanego i innych
podobnych dziedzinach.

Wynalazek' jest dokladniej wyjasniony na przy-

kladzie wykonania w zwigzku z rysunkiem, na kté- -
" rym pokazano schematycznie filtr w przekroju pio-

- nowym., :

Jak uwidoczniono na rysunku, filtr ma cylind-
‘ryczng obudowe 1 zakoniczong u dolu zsypem 2
o ksztalcie $cietego stozka. Pod zsypem jest umiesz-
czony przenoénik 3. Na gérnym dnie obudowy 1
jest umieszczony cylindryczny zasobnik 4 mate-
rialu sypkiego, wewngtrz ktérego znajduje sie
umieszczony osiowo wylot ‘5 oczyszczonych gazéw.

Wewngtrz obudowy 1, pod plaszczem zasobnika
4, jest umieszczona zewnetrzna zaluzja 6, a pod
plaszczem wylotu 5 wewnetrzna zalazja 7. Piers-
cienie-obu 2aluzji o ksztalcie stozkéw 'Scietych sa
ustawione w kierunku pionowym przemiennie

wzgledem siebie i sg pochylone pod katem 45° ku -

srodkowi utworzonej miedzy nimi przestrzeni.
Przy gbrnym drie obudowy 1 stycznie do jej
zewnetrznej Srednicy jest umieszczony wilot 8 za-
pylonych gazéw. ‘
Przestrzefi wewnatrz zasobnika 4 jest wypelnio-
na stale uzupelniang warstwq nasypows, ktbra gra-
witacyjnie przesuwa sie ku dolowi, wypelniajac

tak2e przestrzen miedzy zaluzjami 6 i 7 oraz prze-.

strzenh wewnatrz zsypu 2.

Dzieki opisanej konstrukcji filtru warstwa nasy-
powa ma ksztalt cylindra ograniczonego zaluzjami
i wypelniajgcego cala wysokoéé cylindrycznej obu-
dowy L
- Dzialanie filtru mstame objagnione na przykla—

dzie oczyszczania gazéw powstajacych w produkcji.

cementu przy przemiale klinkieru.
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Jako warstwe nasypowa stosuje sie klinkier
o granulacji od 4 do 10 mm. Srednia odleglosé
miedzy zaluzjami 6 i 7, a wiec grubo§é warstwy
filtrujacej, wynosi 200 mm. Powietrze zanieczysz--
czone pylem cementowym w ilo§ci okolo 2 g/m$
doprowadza sie do urzadzenia przez wlot 8. W wy-
niku zawirowania zanieczyszczonego powietrza
cze§¢ pyléw o wigkszych wymiarach ziaren wy-
traca sie na zasadzie dzialania cyklonu i opada ku.
dolowi, gromadzac sie miedzy obudows 1 i zew-
netrzng zaluzjg 6 oraz w zsypie 2. Wstepnie odpy-
lone powietrze przedostaje sie do wylotu 5 przez
warstwe porowata znajdujaca sie miedzy zaluzja-
mi. Wielko$¢ czynnej powierzchni warstwy porowa-
tej dobiera sie tak, aby predko$é¢ dopiywu gazéw
do niej wynosila okolo 1 m/sek. Skutecznosé fil-
tracji wynosi powyzej 90%.

W miare uplywu czasu pracy filtra, na skutek
wytracania sie pylu w warstwie porowatej; wzras—
ta jej opér dla przeplywu gazu. Utrzymanie sta--
lych parametréw pracy filtru wymaga wiec cigglej
lub okresowej wymiany warstwy porowatej. W ce-
lu prowadzenia cigglej wymiany warstwy przenos-
nik 8 napedza sie z taka predkoscia, aby odbieral
on okolo 0,2 m¥h klinkieru. R6wnoczesnie uzupei-
nia sie zapas §wieego klinkieru w zasobniku 4,
w wyniku czego w filtrze powstaje stan ciaglego:
ruchu warstwy porowatej ku dolowi. Zgodnie
z wynalazkiem wymiana zanieczyszczonej warstwy
porowatej moze tez odbywaé sie¢ okresowo. W tym:
przypadku warstwe wymienia si¢ z taka czestotli-

‘woscig, aby jej opér hydrauliczny nie przekroczyt

150 mm H,0. W opisywanym przykladzie oznacza
to wymiane zloza raz na 3 godziny. W obu przy-
padkach zanieczyszczony pylem cementowym klin-
kier przekazuje sie za pomoca przenosnika 3 po-
nownie do przemiatu. .

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb odzyskiwania pyléw z gazéw odloto-
wych za pomoca zatrzymywania ich w filtrze
z warstwg nasypowa, znamienny tym, e jako
warstwe nasypowa stosuje sie materialy sypkie:
bedace surowcami, pdiproduktami wzglednie pro-
duktami w procesie technologicznym powodijacym.
emisje pyléw, a warstwa nasypowa nasycong py-
lami odprowadza sie do ciggu technologicznego.

2. Urzadzenie do odzyskiwania pyléw z . gazéw
odlotowych za pomoca zatrzymywania ich w filt-
rze z warstwg nasypowa, snamienne tym, e = pio--
nowej cylindrycznej obudowie (1) jest umieszczona
pionowa cylindryczna walcowa warstwa materiatu.
sypkiego ograniczona zewnetrznymi zaluzjami @)
i wewnetrznymi zaluzjami (7) stanowiacymi piers-
cienie o ksztalcie stozkéw $cietych, a zaluzje sa
ustawione w kierunku pionowym przemiennie:
wzgledem siebie i sq pochylone ku sSrodkowi znaj-
dujacej sie¢ miedzy nimi warstwy materialu syp-
kiego. »

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym,
2e na gérnym dnie obudowy (1) znajduje si¢ zasob-
nik (4) materialu sypkiego z plaszczem umieszczo-
nym nad gérnym piericieniem zewnetrznej zalu-
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zji (6) a wewnatrz zasobnika (4) znajduje sie wy-
lot (5) oczyszczonych gazbéw z plaszczem umiesz-
czonym nad gérnym pier§cieniem wewnetrznej za-
luzji (7).

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym,
ze przy gérnym dnie obudowy (1) stycznie do jej

6
zewnetrznej Srednicy jest umieszczony wlot (8) za-
pylonych gazéw.

5. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym,
ze obudowa (1) jest u dolu zakonczona stozkowym
zsypem (2) pod ktérym jest umieszczony przenos-
nik (3).
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